Workshop: Beschichtungen fir Solar- und licht-
technische Anwendungen -
Dinnschicht-Technologien und Materialien

Di., 9:00 — 17:30 Uhr und Mi., 9:00 — 13:00 Uhr

Licht als Energietrager steht im besonderen Fokus aktueller F&E-
Aktivitdten. DUnnschichtsysteme fir Photovoltaik, Solarthermie, Architektur-
glas und effiziente Beleuchtung haben in den vergangenen Jahren einen
erheblichen Marktanteil gewonnen. Diese vier Anwendungsfelder sind the-
matischer Gegenstand von zwei aufeinander bezogenen Workshops der
V2009, wo Ergebnisse, Aufgaben und Aspekte industrieller Dinnschicht-
technologien préasentiert werden. Herausforderungen fur die Vakuumbe-
schichtung und die Plasmaoberflaichentechnik bestehen darin, gréRere
Glas- oder Waferflachen wirtschaftlich zu prozessieren und hochqualitative
Beschichtungsprozesse mit kirzeren Taktzeiten industriell anzuwenden.
Daraus resultieren geringere Produkt- und Herstellungskosten.

Die Vortrage im Workshop , Dunnschicht-Technologien und Materia-
lien® orientieren sich an den aktuellen Fragestellungen der Photovoltaik:

In einem Uberblicksvortrag tiber die angewandte Solartechnik werden der
erreichte Stand und zu erwartende technologische Trends referiert. In
Fachvortragen berichten Experten anerkannter Anlagen- und Targetherstel-
ler Uber industrielle Beschichtungsverfahren fir Dinnschicht- und kristalline
Solarzellen bzw. uber Materialien und Targets. AuRerdem definieren kom-
petente Vertreter aus Forschungsinstituten aktuelle Anforderungen zur
Entwicklung von Schichten die die Effizienz photovoltaischer Schichtsyste-
me verbessern. Wichtige Schwerpunkte des Workshops sind Entwicklungen
fur metallische und leitfahig transparente TCO-Kontaktschichten sowie der
a-Si/uc-Si-, CdTe-, CIGS- und CIS-Halbleiterschichten. Die Kombination
von Schichteigenschaften z.B. hochster VIS-NIR-Transmission und chemi-
scher Atzbarkeit aluminiumdotierter Zinkoxidschichten (AZO) beeinflussen
die Effizienz der a-Si/uc-Si-Dinnschichtsolarzellen nachhaltig. Insgesamt
steht die Darstellung von vakuum- und plasmabasierten Losungspotenzia-
len fur photovoltaische Anwendungen im Mittelpunkt dieses Workshops.
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Européaische Forschungsgesellschaft Diinne Schichten e.V.
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